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@ Verfahren zur Herstellung eines planen oder in einer Richtung gekrimmten Leuchtstoffschirmes fGr flache
Farbbildschirme und -Bildanzeigegerate und der mittels dieses Verfahrens hergestellte Leuchtstoffschirm.

@ Zur Herstellung eines planen oder in einer Richtung
gekrimmten Leuchtstoffschirmes for Farbbildschirme oder
Farbbildanzeigegeradte wird ein Doppelmasken-
Rasterbeschichtungsverfahren vorgeschlagen, bei dem die
Leuchtstoffe fir die einzelnen Farben getrennt durch jeweils
eine die jeweiligen Farbenflaichen bestimmende Beschich-
tungsmaske (3, 4, 5) und durch eine fir alle Farben verwen-
dete Grundmaske (2) hindurch, beispielsweise durch Bespru-
hen, auf ein Schirmglas (1) aufgebracht werden. (Fig. 1e!}
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SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Unser Zeichen
Berlin und Miinchen VPA 78 P 1010 EPC

Verfzhren zur Herstellung eines planen oder in einer
Richtung gekriimmten Leuchtstoffschirmes fiir flache
Farbbildschirme und -Bildanzeigegerdte

Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Ver-
fahren geuwiB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Bei der Herstellung der bekannten Farbbildrthren (TV)
erfolgt die Aufbringung von roten, griinen und blauen
Phosphoren durch dreimaliges, ganzfléchiges Beschichten
(Sedimentation kowbiniert wit Schieudern), durch dreima-
liges Belichten (Fototechnik fiir jede Farbe einzeln) mit
jeweils anschlieBendem Abwaschen der nicht belichteten
Bereiche und anschlieBSenden Trocknungsprozessen vor der
nichsten Beschichtung. '

Ein solches Beschichtungsverfahren ist aus den Valvo

Berichten XVIII, Heft 1/2, S. 80 und 81, aus der
DE-PS 1 447 791 und aus der DE-AS 1 462 653 zu ent-

RH 1 Ode /16.11.78
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nehmen. Hierbei ist durch mehrmalige Uberschichtung der
Phosphorflecke eine vdllige Farbreinheit nicht gewghr-
leistet. AuBSerdem konnen Farbunreinheiten auf den
Schirmglédsern direkt entstehen, wenn beim Abwaschen
der unbelichteten Schichtbereiche Reste stehenbleiben,
da der Abwaschdruck nicht zu hoch sein dar, um nicht
auch die vernetzten, stehenbleibenden Leuchtpigmente
abzulbsen.

Die Aufgabe, die der vorliegenden Erfindung zugrundgs'

liegt, besteht in der Herstellung eines planen oder/einer

Richtung gekriimmten Leuchtstoff(Phosphor)-Schirmes

in wmehreren FarEen - z.B. mit den drei Grundfarben
Rot, Griin und Blau -~ fiir flache Farb-Bildschirme und
-Bildanzeigen, insbesondere fiir den Betrieb der Katho-

‘denstrahlanregung, wobei von einer planen oder ge-

kriimmten Glasplatte als Schirm ausgegangen wird. Dabei
sollen die umstindlichen Verfahrensschritte der Foto-
technik und die damit verbundenen Nachteile (z.B. Farb-
unreinheiten) umgangen und eine gute Haftfestigkeit der
Leuchtstoffschichten gewdhrleistet werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdB durch ein Verfahren
wit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1
gelbst. A L

Dabei liegt es im Rahmen des Erfindungsgedankens, eine

Grundmaske aus magnetischem Material zu verwendén, und

diese auf dem Substrat wittels eines Flichenmagneten zu
fixieren. Die Grundwaske bestimuwt GroBSe, Schirfe,
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Trennung und Abstand der Farbstoff-rlichen und bleibt

erfindungsgemdl bei a2llen Farbbeschichtungen auf dem
Substrat. Die Farbstoff-Flichen sind mindestens
0,01 mmz grof.

Es kbnnen sowohl eine dtztechnisch aus magnetischenm
Stahlblech oder aus Kupfer-Beryllivm mit magretischer
Nickelbeschichtung als auch eine Stzhlblech mit Kupfer
und/oder Nickelbeschichtungz versehene Grundmaske verwen-
det werdén, ebenso eilne galvaroplastisca aus Nickel her-
gestellte Grundmaske.

Durch das Verfzhren nach der Lehre der Erfindung gelingt
es, daf sich die Farben nicht iberlagern, die zufge-
brachten Flichen durch die Maske fUr die folgende Iirbe
nicht beschidigt werden und die Ceometrie der Farb- .
pigmentverteilung genau eingehalten wird. Die Dicke der
Grundmaske ist ca. 10 bis 30 /im gréfer als die geplante
Dicke der Leuchtstoffschichten.

Weitere n Béschichtungsmasken (z. B. 3) mit festzeleg-
ter Jeweiliger Zuordrungz zu einer der n Farben (3) ent-
hslten ein Raster mit je 1/n (z. B. 1/3) des Grund-
rasters. Zur Farbenbeschichtung werden also nacheinander
die Jeweiligen Beschichtungsmasken aufgelegt, nach der
Beschichtung entfernt und gereinigt. Dieser Vorgang
wird n-mal durchgeflihrt, flir jede Farbe gesondert. Die
Farben werden also Jeweils als fertiges Raster aufge-
bracht.

Bis zu diesem Abschnitt der Schirmherstellung entfallen
im Vergleich zur herk®mmlichen Schirmherstellung mittels
Fototechnik n Belichtungsarbeitsginge, n Abwascharbeits-
génge und n Trocknungsarbeitsginge.

Durch Reiniger der Beschichtungsmasken und Filtrieren
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der Reinigu:gsldsungen (getremnt nach Farben) lassen
sich die T.rbsteffe farbenrein, einfach und kostenspa-
rend wie.Jergewinnen.Dies stellt gegeniiber der herktmmli-
chen EB.ldschirmfertigung einen erheblichen Vorteil dar.

In einer Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist vor-
gesehen, die Beschichtung des Substrats mit den Leucht-
stoffsuspensionen durch Druckspriihen vorzunehmen, wobedl
entweder bei waagrechter Anordnung des Substrates tropf-
frei arbeitende Spriihdlisen lber dem Substrat angeordnet
werden oder bei vertikal- bzw. schrig-stehender Substrat-
gnordnung die Sprihrichtung sekrecht zur Substratplatte
ist. GemZ8 einem besonderen Ausfilhrungsbeispiel nach
der Lenre der Erfindung wird die unter einem Winkel

von ca. 75° angeordnete Substratplatte durch mehrmali-
ges Durchlaufen des Sprihstranles bis zu einer Schicht-
dicke von 25 ,um beschichtet. '

Es ist aber auch mdglich, die Beschichtungen mit den ver-
schiedenen Masken durch elektrostatisches Sprﬁhen auf
das mit einer leitenden Schicht versehene Substrat mit
Hechspannungen ven 20 bis 30 kV aufzubringen. Dabei wer-
den die Substrate an ihren leitenden, z.B. aus SnO2
(Zinnoxid) bestehenden Schichten kontaktiert (+Pol),
ebenso die Masken. Die Substrate liegen auf dem Magneten
iscliert auf. Die Jjeweils verwendeten Diisen werden ge-
erdet (-Pol). Es i§t hier insbesondere adglich, mit
einfachen Schleuderdiisen zu arbeiten. Die Leuchtstoff-
aufschlimmung wird dabei fein dosiert freigegeben. Der
Beschichtungsvorgang. erfolgt so langsam, daf eine hohe
Flichenbelegungsdichte mit Leuchtstoffkérnern mit
niedrigem Binderanteil erzielt werden kann, bei der die
Schichtdicke gut steuerbar und reproduzierbar ist.

Eine weitere Moglichkeit der Leuchtstoffbelegung des
Schirmglases ist durch das Masken-Siebdruckverfahren
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gegeben, wobel die Beschichtungs=mesken durch Siebdruck-

masken ersetzt werden. Diese Technik kommt nur fir For-
mate bis zu maximzl der CréSe in Frage, bei der die ge-
forderte Raster-~Genauigkeit noch eingehalten werden

kann. Dabei wird die Viskositdt der Paste so eingestelit,
daB die "Fenster® mit "Farben" gefilllt werden.

Bei der Durchfihrung des erfindungsgemiflen Verfahrens
ist vorgesehen, die Beschichtungsmzsken manuell oder
maschinell entweder durch mechanische oder durch magne-
tische Greifer aufzulegern und/oder abzunehmen.

Im Folgendern sollen anhand von AusXiirrungsbeispielen
und der Fig. 1 bis 5 verschiedene Moglichkeiten der
Substratanordnung beschrieben werden.

Zurichst soll anhand der Fig. 1 und der Abbildungen a
bis e das Grundprinzip der der Erfindung zugrundeliegen-
den Doppelmasken-Rasterbeschichtung fiir drel Farben be-
sckrieben werden. Dabei sincd mit dem Bezugszeichen 1

das vorzugsweise plane Substrat, mit 2 die Gruncémaske,
mit 3 die erste Beschichturngsmaske, mit 4 die zweite Be-
schicktungsmaske, mit 5 die dritte Beschichtungsmaske
und mit den Bezugszeichen 6, 7 und 8 die "Farben" Rot,

Griin und Blau bezeichnet. Der entscheidende Schritt der

Doppelmasken-Rastarbeschichturg ist der, da8 eine Grund-
maske 2 erfindungsgermd@B auf dem Substrat 1 bleidbt fiir
alle drei Beschichtungsvorginge b), ¢), ¢é). Die Grund-
maske 2 schitzt dadurch genzu die fertigen Farpflichen,
so daB es mdglich ist, die drei Beschichtungsmasken 3,

4 und 5 nacheinander aufzulegen und abzuheben, chne daB
die bereits fertigen Farbflichen 6, 7 und 8 beschidig:
oder berihrt werden. Dies wird dadurch erreicht, dasf

1) die Grundmaske 2 direkt auf dem Substrat liegt und
dort Justiert und fixiert wird (Abbildung a)),



- 0003365

. -6-  VPARP1010zec
2) die Grundmaske 2 etwa 10 bis BO/um dicker ist als die
gewlnschte Schichtdicke der aufzutragenden Leuchtstofl-
Flichen 6, 7, 8 (Leuchtstoffpigmente),
2) die drei Beschichtungsmasken 3, 4 und 5 (fiir jede
Farbe eine) genau zur Grundmaske 2 Jjustiert werden (sie
kBnnen etwa 10 bis éo/um dlinner aunsgelegt werden als
die Grurdmaske 2; die untere Grenze ist natiirlich die
Eantierbarkeit ohne Knick- und RiSbildung) und
4} die Oberfliche aller Masken (2, 3, 4 und 5) sehr gut
plan ist, die Masken wasserfrei und sehr gut gereinigt
sind.

K

Die Abbildung a) zeigt die Anordrnung vor der Beschich-
tang; die Abbildung e) das fertige "Farben”-Raster.

‘Es empfehlen sich grundsitzilich vier Apordmungen der
mit den Masken versehernen Substrate, welche in den Fig.
2 bis'5 dargestellt sind. Dabei gelten immer die glei-
chen Bezugszeichen: Substrat 1; Grundmaske 2; Be-
schichtungsmasken 3, 4, 5; Spritzdiisen 9; Ealtemag-
nete 10.

Es zeigt: .

Figur 2 eine wzagrecht liegende Anordnung flir Spriihen
von oben (9), geeigmet fiir schnell- und auch
langsam trocknende Leuchtstoffaufschlimmungen
(z. B. wasserhaltige Systeme), sowie fiir elek-
trostatisches Sprithen. Durch geeignete Spriih-
dlisen 9 wird vermieden, da8 groB8e Teilchen aus
den Diisen auf das plane Substrat 1 gelangen
kSnnen. '

Pigur 3 die gleiche Anordnung wie Fig. 2 mit einem, in
einer Richtung gekrimmten Substrat 1.

Figur 4 eine senkrecht oder schridg stehende Anordnung
fiir seitliches Sprithen durch Spritzpistolen 9
mit schnell trocknerden Farbstoffaufschlimmungen



10

15

20

30

35

0003365

-7 - VPA BP 10190 gpc
(wasserfreie Systeme), sowie auch fiir elektro-
statisches Spriihen.

Pigur 5 zeigt schematisch die Substratanordnung bei
elektrostatischem Spribtern. Dabei wird das Sub-
strat 1 an seiner leitenden Schicht 11 aus
Zinnoxid mit Kontakten 12 (+Fol) versehen,
ebenso die aufliegenden Masken 2 und 3 bis 3.
Das Substrat 1 liegt auf dem Ealtemagneten 10
isoliert (13) auf. Die jeweils wverwendeten
Disen (in der Fig. nicht dargestellt) werden ge-
erdet (-Pol). Der gesamte Aufbeu (Glocke aus
Plexiglas) ist nach auBen elekirisch isoliers
(14) und besitzt eine Abzugséffnung fiir den
Ausgleich auftretenden Uberdrucks (nicht dar-
gestellt).

Der Ablauf der gesamten Bildschirmkberstellung durch die

Leuchtstoffbeschichtung in drei Farben ist aus dem 2l
Fig. © bezeichneten Diagramm ersichtlich. Debei wird
der Ablauf der Leuchtstoffschirmhersteiiung durch durch-
gezogene Linien mit Pfeilen markiert, wiZhrend die ge-
strichelten Linien mit Pfeilen in Laufrichtung von Zu-
behdrteilen weisen. Analoge Prozesse sind durch ge-
strichelte Linien ohne Pfeile verbunden. Zzhlen okre
Punkte und Zusatzzahl weisen die Nummer des Weiterver-
arbpeitungsschrittes aus; dies gilt auch fiir die Zzhlen
vor den Punkten. Durch die Zahlen nach den Punkten wer-
den die verschiedenen Alternativen fUr die Beschichtung
aufgezeigt. Das strichliert umrandete Feld betrifft den
Anmeldungsgegenstand. h '

Es ist vorgesehen, als Leuchtstoffe Pigmertfarbstoffe in
vorzugsweise wasserfreien organischen Aufschlimm-
fliissigkeiten zu verwenden,deren Kornverteilung zwischen
minimal 1 bis 3/um urd maximal 10 bis 15/um liegt. Die
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Viskositit der F.lsionen wird Uber den Zusatz von Bin-
demitteln vorz.,sweise in Form von Collodiumwolle
(nitrierte Ze;iulose), im Bereich von 1 bis 35 Vol.%

gesteuert.

Als Leuchtstoffe werden als Hauptvertreter verwendet:
Fiir BRle:: das System ZnS:Ag (2irksulfid, Silber dotiert),
fUr Grin das System (2nCd)S:Cu (Zink~-Cadmiumsulfid,
EKupfer dotiert), fir Rot das System YZOZS:Eu (Yeirium-
sulfoxid, Europium dotiert).

Daneben kdrnen aber auch alle bekannten Fhosphore ver-

wencet werden, z. B., ) ’

Rot emittierende Leuchtstoffe (FPhosphore):
Ittriumvanadat, Europium dotiert,
Yttriumoxid, Europium dectiert, '
Calziumsilikat, Mangan dotiert,

Grir emittierende Phosphore:
Zinksulfid, Kupfer -dotiert,
Zizk-Cadmivmsulfid, Silber dotiert,
Zirksilikat, Mangan dotiert,
Zinkoxid eigenaktiviert (Zn0),
Cadoliniumsulfoxid, Terbium dotiert,
Zanthansulfoxid, Terbium dotiert,

Blauv enittierende FPhosphore:
Calziumwolframat eigenaktiviert (CaWOA)
Sarium-Magnesium-Aluminat, Europium dotiert.

Eine wasserfreie Leuchtstoffaulschléammung enthzlt in

etwa -
—euchtstoffanteil . 10 bis 35 Gew.%
Sutylacetat 10 bis 20 Vol.%
Zthanel - 1 bis 20 Vol.¥
Zylol O bis 10 Vol.¥
2eicht fliichtige Acetate mit 10 bis 30 Vol.%

Methanol und-Butanol



10

15

20

30

35

2003365

-9 - vea 7BP 1019 gpe
andere niedere Alkohole O bis 20 Vol.%
Binder: Collodiumwolle in 1 bis 35 Vol.¥%
Butylacetat und Athanol
(z. B. 1:1:1)
spezielle Eaftvermittler, O bis 10 Vol.¥%
vorzugsweise Silicium-Ester
(510,-Bildung)

ie hat den,Vorteil gegeniiber der wasserhaltigean Auf-

schlimmung der feiren Verteilung der Leuchtstoffmikro-
kristalle ohne Verklumpung und der sehr schnellen

Irocknung. Anwendbar bei allen Sprithtechniken.

Eine wesserhaltige Leuchtstoffaufschlimming besteht aus

Leuchtstoffanteil 10 bis 35 Gew.%
deionisiertes Wasser 20 bis 35 Vol.%
als Bindemittel Polyvinyl- 20 bis 60 Vol.¥%
alkohole '

mit Antischaummittel . 0,05 bis 1 Vol.%

Ihre charakteristischen Merkmale sind langsam trockmend,
vorzugsweise anwendbar bei elektrostatischem Spriithen
und Maskensiebdruck oder Sprilhen auf helfBSe Substrate.

Bei den wasserhaltigen Leuchtstoffaufschl@mmungen kann
auch Kaliwasserglas verschiedener Viskosititen verwen-
det werden, wobei der Anteil Je nach erforderlicher
Viskositit zwischen 20 und 45 Vol.¥ liegt.

Zum AnschluB an die Beschichtungsprozesse wird ein Tem-
perproze in sauerstoffhaltiger Atmosphire durchgefithrt,
um organische Verbindungen auszutreiben und um - falls
verhanden - Eaftvermittler zu stabilisieren.

Im Folgenden sollen aus der Vielzahl der Rezepturen fiir
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Leuchtscoffaufschlimmungen drei Ausfiihrungsbeispiele

ange., dhrt werden.

-usfhrungsbeispiel 1

200 g Leuchtstoff (z. B. ZnS:Ag, blau, mittlerer Korng
ca. B/um) werden in 450 ml eines Gemisches aus leicht-
fliichtigen Acetaten, Metharel und Butanol mit Siedebe-
reich von 55 bis 118°C aufgeschlimmt, d. h., 5 Minuten
bei ca. 150 U/min geriinrt. Dann wird unter Rithren nach
und nach zugegeben: 200 ml Butylacetat und 200 ml
Binder (Collodiumwolle mit Butylacetat und Athanol).
AnschlieBend wird die Aufbereitung in geschlossene Be-
hilter geflillt und bis zur Weiterverarbeitung in einem
Riittelapparat aufbewahrt. Die AufschlZmmung wird in
Sprihpistolen mit eingebauter Rithrwerk oder zusdtzli-
cher Materialumlaufanlage gefiillt und durch feine
Disen im Abstand von ca. 10 cm auf die Substrate auf-
gesprﬁht.' '

Ausfiihrungsbeispiel 2

200 g Leuchtstoff (z. B. (ZnCd)S:Cu, griin,.mittlerer
Korn@ ca. B/um) werden in 340 ml Athanol wie in Bei-
spiel 1 aufg=sschlimmt. Unter Rihren werden nacha und
nach zugegeben: 65 ml Xylol, 190 ml Butylacetat, 200 ml
eines Gemisches aus leichtfliichtigen Acetaten mit ‘

Methanol und Butanol mit Siedebereich von ca. 55 bis

118°C und 55 ml Binder. Umfiillung und Aufbewahrung wie
in Beispiel 1. Die Aufschlédmmung wird zur Verwendung
der elektrostatischen Sprihmethoden in Sedimentierzylin-
der gefilllt und nach einer Sedimentierzeit von 5 min zu
50% dekantiert. Die dekantierte Aufschlimmung besitzt
eine besonders niedrige Konzentration an Verklumpungen
und hat die richtige Viskositdt zum elektrostatischen
Sprithen. Durch die Schieuderdiise, in deren Vorratsgefis
die dekantierte Leuchtstoffaufschlimmung permanent ge-

-
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ribrt wird (Magnetrilbren), wird die Leuchistoffavf-
schlZmmung fein dosiert verspritht und setzt sich auf
dem Substrat ab. Dis Schichtdicke wird dber die Be-
schichturgszeit (ca. 20 min) auf ca. 25/um eingestellt.
Analog werden zur Herstellung des Drei-Farben-Rasters
die beiden anderen, in gleicher Welse zubereiteten Auf-
schlZmmungen nach Wechsel der entsprechenden Masken
aufgetragen.

Ausfihrungsbeispiel 3

500 g Leuchtstoff (z. B. Y,0,5:Eu, mittlere Korngrife
ca. 5/um @ ) werden in 160 ml Athanol cz. 2 min mit
Mzgnetrihrer auvfgeschlZmmt, 190 ml eines Gemisches aus
leichtfifichtigen Acetaten mit Methanol und Butanocl =it
Siedebereich zwischen 55 und 118°C zugegeben und ca.

5 min weitergerfhrt. Anschliefend werden 63 ml Xylel,
63 ml Siliciumesterldsung (SiOZ-Bildung, Beschichtungs-
fliissigkeit ZLI 902 (Merck)), 147 ml Butylacetat und -
126 mi Binder (Collodiumwolle in Butylacetat und Atkanol)
zugerihrt. Umfiillung und Aufbewahrung wie in Beispiel 1.
Diese Suspension wird mit tropffreien Sprihpistolen ent-
veder seitlich oder von oben auf das Schirmglas in einer
Entfernung von 10 bis 15 cm durch mehrmeliges Hin- und
Herbewegen und Versetzen der Sprilhpistole von Hand oder
durch eine automatische Bewegungsmechanik gespriiht, bis
eine Schichtdicke von 15 bis 20 um erreicht ist.

Um alle organischen Verbindungen aus der Leuchtsioff-

schicht zu entfernmen, muS bei 250 bis 400°C fir minde-
stens 30 min an Luft getempert wercen. Dies kann auch

bei geringem Unterdruck erfolgen. Je gerirger der Binder-
anteil, desto giinstiger kinsichitlich Kaftfestigkeit er-

folgt das Absetzen der Leuchtstoffschicht. Da bei diesen
Verfahren die Binderanteile niedriger gehalten werden
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kfnnen als bel Fototechnik-Verfahren mit hohen Ver-
netzungskomponenten, ist dies ein weiterer Vorteil des

Sprihverfahrens.

Die Vorteile des erfindungsgemZBen Verfanrens gegeniiber
der aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren der
Fototechnik sind, kurz zusammengefaBSt, folgende:

1)
2)

3)

Optimale Farbreinneit (jede Farbe hat ihren Platz:
im Raster).

Keine UnregelmZBigkeiten durch Abwaschen oder Mehr-
fachhbeschichtung.

Bessere Kornverteilung (Erreichen einer wesentlich
feineren Aufschlimmmg der Leuchtstoffkdrner in or-
g=nischen Lisungsmitteln.

4) E-hthung der Flickhenbelegung mit Phosphor (Senkimg

5)

6)

7)

8)

der Binderanteile, Fortfall der Vermetzungskomponen-
ten).

Keine mechanische Belastung der verbleibenden Leucht-
pigmente durch Abwaschen (der nicht belichteten
Teile der ganzflichigen fotosensitiven Schicht).
Einsparung komplizierter ArbeitsgéZnge, dadurch
kostenglinstiger.

K=ine hohen Materizlverluste in Bezug auf Leucht-
s=offverbrauch (Sprithgut trifft zum gréBten Teil nur
a=f Masken mit entsprechendem Rand).
Leauchtstoffrickgewinnung einfach und farbenrein:
R=inigung der Beschichturgsmaske und Auffangen des

- Fmosphors (weitere Kostensenkung).

9)

Bessere Haftfestigkeit durch Sprilhtechnik, dadurch
h&herer optischer Kontakt der Leuchtstoffschicht zur
Schirmplatte. Daraus resultiert zwar ein schlechteres
A=f1l8sungsvermdgen (Mitleuchten der unmittelbaren
Umgebung angeregter Partien), das aber bei Raster-
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Bildschirmen von Vorteil ist, weil die angesteicrte ge-

samte Phosphorfliche als Einheit leuchten soll und z. B.

eine scharfe Abbildung eines Elektronenstrahles uner-
wiinscht ist.

6 Figuren
20 Patentanspriiche
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Patentanspriiche
1. Verfahren zur Herstellung eines planen oder in einer
Richtung gekriimmten Leuchtstoffschirmes fiir flache
Farb-Bildschirme und -Bildanzeigegerite, wobei die
Leuchtstoffe fiir mehrere Farben, z.B. fiir drei Far-
ben Rot, Griin, Blau, auf das als Substrat dienende
plane oder in einer Richtung gekrimmte Schirmglas
mittels eines Doppelmasken-Rasterbeschichtungsver-
fahrens in mehreren - z.B. drei- nacheinander folgen-
den Schritten aufgebracht werdem, dadurch
gekennzeichnet , daB die Leuchtstoffe
bei jedem Schritt immgr durch eine die Fl&chenaus-
sparungen fiir alle Farben enthaltende Grundmaske (2)
und durch eine jeweils mit den Flichenaussparungen fiir
die entsprechende Farbdbe versehene Beschichtungsmaske
(3,4,5) hindurch aufgebracht werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge -
kennzeichnet , daB eine Grundmaske aus mag-
netischem Material verwendet wird, die auf dem Substrat
mittels eines Flachenmagneten fixiert wird.

3. Verfzhren nach Anspruch 1 und 2, daduxrch
gekennzeichnet , daB eine Ztztechnisch
aus magnetischeﬁ Stahlblech oder aus Kupfer-Beryllium
wit wagnetischer Nickelbeschichtung oder aus Stzhl-
blech mit Kupfer- und/oder Nickelbeschichtung versehene
oder galvanoplastisch aus Ni hergestellte Grundmaske

verwendet wird.

4, Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurchr
gekennzeichnet , daB die Beschichtungs-
masken aus den gleichen Materialien wie die Grundmaske
bestehen.
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5. Verfahren nach Anspruch 1 bis &, d a d-u rech
gekennzeichnet, daf auch die Beschich-
tungsmasken auf der Grundmaske und damit auf dem Substrat
magnetisch gehalten werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch
gekennzeichne<t, daB die Beschichtung des
Substrates mit mehreren - 2. B. drei - Leuchtstoff-
suspensionen durch Drucksprithen vorgenommen werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet<t, daf bei wazagerechter An-
ordnung des Substrates tropffreie Spriihdiisen senkrecht
Gber dem Substrat angeordnet werden.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch ge =
kennzeichnet, dafl bei vertikal- bzw.
schrig-stehender Substratanordnung das Sprithen senkrecht
zur Substratplatte erfclgt. :

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daf die Substratplatte
durch mehrmealiges Durchlaufen des Sprithstrahles beschich-
tet wird und damit auch die gewlinschte Schichtdicke er-
reicht wird.

10. Verfahren nach Anspruch 4 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB die Leuchtstoff-

" schichten durch elektrostatisches Spriihen mit Hoch-
Spanpungen von 20 bis 30 kV auf das mit einer leitenden
Schicht versehene Substrat aufgebracht werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dza8 das Sprithgut durch ge-
erdete Schleuderdiisen zerstdubt wird.
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12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurctk
gekennzeichnet, da88 die Beschichtungen
durch Masken-Siebdruck hergestellt{ werden, wobel die
Beschichtungsmasken durch Siebdruckmasken ersetzt wer-
den.

13. Verfahren nach Anspruch 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, daB8 Leuchtstoffe in
vorzugsweise wasserfreien organischen AufschlZmmfilissiz-
keiten verwendet werden, deren Kornverteilung zwischen
minimal 1 bis 3/um und maximal 10 bis 15/um liegt und
deren Viskosit#t Uber den Zusatz von Bindemitteln, vor-
zugsweise Collodiumwelle, im Bereich von 1 bis 35 Vol.%
gesteuert werden.

14. Verfahren nach Anspruch 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, daf8 als Leuchtstoffe
alle bekannten Phosphore, z. B. fiir Blau das Systen
ZnS:Ag (Zinksulfid, Silber dotiert), filr Griin das System
(ZnCd)S:Cu (Zink-Cadmiumsulfid, Kupfer dotier:t) und fiir
Rot das System Y¥,0,5:Eu (Ystriumsulfoxid, Europium
dotiert) verwendet werden.

15. Verfahren nach Anspruch 1 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, daB wasserfreie Leucht-
stoffaufschlimmungen folgender Zusammensetzung verwen-
det werden:

Leuchtstoffanteil 10 bis 35 Gew.%
Butylacetat - 10 bis 20 Vol.%
Athanol . 1 bis 20 Vol.¥
Xylol | 0 bis 10 Vol.%

leicht fliichtige Acetate mit 10 bis 30 Vol.%
Methanol und Butanol
andere niedere Alkochole 0 bis 20 Vol.%
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Collodiumwolle in 1 bis 35 Vol.%
Butylacetat und Athanol
(1:1:1)

16. Verfahren nach Anspruch 1 bis 14, dadurch
gekennzelichnet, daB zusdtzlich spezielle
Haftvermittler, vorzugsweise Siliciumester mit einem An-
teil von Q bis 10 Vol.% zugesetzt werden.

17. Verfahren nach Anspruch 1 bis 14, dadurch

gekennzeichnet<t, daf wasserhaltige Leucht-
stofZaufschlimmungen folgender Zusammensetzung verwen-
det werden:

Leuchtstoffanteil 10 bis 35 Gew.%
deionisiertes Wasser 20 bis 35 Vol.%
Polyvinylalkohole als Binde- 20 bis 60 Vol.%
mittel

mit Antischaummittel 0,05 bis 1 Vol.%

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch g e -
kennzeichnett, dafl als Bindemittel Kali-
Wasserglas mit einem Anteil zwischen 20 und 45 Vol.%
verwendet wird.

19. Verfzhren nach Anspruch 1 bis 18, dadurch
gEekennzelchnet, dafB8 anschlieflend an
die Beschichtungséchritte ein TempefprozeB in sauer-
stoffhaltiger Atmosphire durchgefiihrt wird.

20. Planer oder in einer Richtung gekrimmter Lasuchtstoff-
schirm fiir flache Farb-Bildschirme und -Bildanzeige-
geréte, bei dem die Leuchtstoffpigmente fiir die drei
Farben Rot, Griin und Blau an mindestens je 300.000 Punk-
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ten einer genau festgelegten Geometrie, insbesonders in

£Orm von Rechteckflichen, aufgebracht sind, herge-
stell< pach mindestens einem der Verfahren nach den An-

spriczen 1 bis 19.
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